
 
 

用        途 

   
 

 
 

特     徴 メリット 

超 低 反 射 反射率 R<0.07%を実現で、光学特性向上 

形 状 自 由 度 凹凸など立体形状に、全面コート可能 

有 機 物 処 理 蒸着で使用出来ない、有機溶剤・高分子処理可能 

受託加工・開発 希望条件・プロセスによる技術支援・開発支援 

お問い合わせ先 

株式会社 大正光学 
〒322-0301 
栃木県鹿沼市北半田 1661-4 

TEL0289-71-1335 
FAX0289-71-1336 
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超低屈折率コートで 
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